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Vanadiumoxid-dotiertes Kieselglas
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100
—_ 80 A 4
S 60 I /
»
RS
E 40
C
©
|_ {
20 }
0
190 290 390 490 590 690 790 890
Wellenldnge (nm)
Er**-dotiertes Kieselglas
100
vV
;\3 80 '\-—520 nm
S —378 nm
‘w60
2
s ol /
2 40
o
|_
20
0
190 290 390 490 590 690 790 890
Wellenldnge (nm)
Anlauffarbung
undotiertes und CdS-dotiertes Mehrkomponentenglas
100
T /
80
5 60
)
=
/ ——undotiertes
Glas
20 —mitcds- [
/ ] Dotierung
0 i i
200 300 400 500 600 700

Wellenlange (nm)



Angewandte optische Spektroskopie

4

Vorlesung im GRK, SS 2003
,Eigenschaften und Charakterisierung von Hochleistungswerkstoffen”

Transmission (%)

UV-Vis-Spektren von CdSe Glas unterschiedlich getempert

70 .
. ——1450 °C v
O | —a470°C
5 [ |—500°C
—530°C ,7L\/¥_\
40 / /
30 / / .
. a
10 e / /
0 /
0 60

400 450 500 55 0 650

Wellenldnge (nm)

700 750

UV-VIS-Spektren flir Gldser mit verschiedenen CdS/CdSe Verhéltnissen

100 T I T T T T
CdS/CdSe
2 / 7
c ——66/33
8 ——33/66
£ — 25175 [
@ 40 -{——0/100
e
) / U
: NI
350 400 450 500 550 600 650 700 750
Wellenldnge (nm)
Rubinfarbung
Aventurinfarbung von gesintertem OX50-Formkérper
60
B0 | 22
:\0\ L e e e
= 40
c
B T R R R - Cu-Dotierung ]
n |
E 30 —Au-Dotierung//d_,
i s 1
g 20 [ - o ]
£ / \_—
10
0 1
190 290 390 490 590 690 790 890

Wellenldnge (nm)

Universitdt des Saarlandes
Lehrstuhl Pulvertechnologie

Bildung von Metallkolloiden bei reduzierender Sinterung
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’%' ‘%\ ‘/&‘ ‘/%d ; OH-Konzentration in Philips SQ 300
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Charakter Tabellen
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